Рентгенолитографический процесс изготовления рентгеновских преломляющих линз для жесткого спектра синхротронного излучения
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Прогресс в современных методах исследования структуры вещества с использованием рентгеновского излучения невозможно представить без развития рентгеновской оптики. Так, например, для усовершенствования методов рентгеновской спектроскопии необходимо создание оптических структур для фокусировки пучков жесткого рентгеновского излучения. В настоящей работе рассматривается рентгенолитографический процесс изготовления рентгеновских преломляющих параболических длинных многоэлементных линз с применением негативного фоторезиста марки SU-8 в качестве материала линз для фокусировки пучков жесткого рентгеновского излучения энергией 15-50 кэВ и в качестве матрицы для гальванического создания металлических линз из алюминия, никеля и золота для фокусировки не только жесткого рентгеновского, но и гамма-излучения энергией 50-500 кэВ.
Фоторезист SU-8 состоит из растворителя γ-бутиролактона (оксолан-2-он), эпоксидной смолы с мономером – диглицидиловым эфиром бисфенола А (2,2-бис(4-глицидилоксифенил)пропан) – и соли гексафторантимоната триарилсульфония. При воздействии синхротронного излучения с дозой не менее 60 Дж/см3 в зоне облучения образуется сильная кислота, инициирующая при последующей термической обработке формирование нерастворимого твердого материала с высокой степенью полимеризации.  
Задачей настоящего исследования является определение рентгенооптических характеристик для отдельных партий многокомпонентного резиста SU-8, которые могут отличаться друг от друга по процентному содержанию элементов и иметь индивидуальные особенности. Исследование включает определение дозы поглощенного рентгеновского излучения и длины свободного пробега фотоэлектронов в зависимости от используемого спектра СИ [2]. Также для количественной оценки степени полимеризации материала на всех стадиях литографических процессов в работе проводится анализ слоев резиста методом ИК-Фурье-спектроскопии.
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